SPUTTERING

NASTEPCA METALIZACII
GALWANICZNEJ



DOSTEPNE TECHNOLOGIE:

PVD Sputtering (\
Metalizacja
Plasma PECVD

WYMIARY:
@ 1000 mm X 1300 mm

CZAS TRWANIA CYKLU:

20 minut CHROMATURA
WYDAINOSE: jest idealna
powtoka, ktora daje

Sm? na cykl produktowi odpowiednia
odpornos¢ mechaniczng,

jednoczesnie nadajac atrakcyjny

wyglad metaliczny zgodnie z trendami,

zwiekszajac wartos¢ dodatnia produktu.

KORZYSCI

Skrécenie procesu do 20 minut.

Proces przyjazny dla srodowiska.
Powlekanie szerokg gama metali i stopow.
Deponowanie na dowolnym materiale.
Duza powtarzalnosc¢ procesu.

Zachowanie elastycznosci elementu.



SPUTTERING

NASTEPCA METALIZACII
GCALWANICZNEJ

Branze wykorzystujgce
technologie sputtering:
automotive, AGD&RTV

wyposazenia wnetrz, armatury
tazienkowej i kuchennej, oswietlenia,

opakowan, meblarskie
i wielu innych.
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PVD jest procesem
catkowicie przyjaznym dla
srodowiska i ekologicznym.

Dzieki wykorzystaniu do powlekania chromu
metalicznego i niskiej temperaturze procesu
nie powstajg zadne szkodliwe odpady.

Procesy w petni odpowiadaja nowym
wymaganiom dyrektywy ROHS.
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